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(57)【要約】
【課題】材料の利用効率を上げながら、膜厚のばらつき
を抑制することのできる表示素子の製造方法及び表示素
子を提供する。
【解決手段】この有機ＥＬ素子１０は、基板１１と、画
素電極としての陽極１２と、第１隔壁及び第２隔壁から
構成される隔壁と、有機発光層を少なくとも含む発光媒
体層１６と、陰極１７と、封止体とが積層されて構成さ
れている。同じ色の発光媒体層１６が形成された画素領
域２６の間には、第２隔壁が形成されている。この第２
隔壁には、隣接する画素領域２６を連通するための溝１
４ａが形成されている。画素領域２６及び溝１４ａ上に
、インクが塗布された後、このインクの溶媒が気化する
ことにより、インクの液面が低下し、画素領域２６のイ
ンクの水面が同じ高さとなるレベリングが行なわれる。
更に、水面が低下すると、第２隔壁の溝１４ａ上にイン
クが残って残留膜１９が形成され、画素領域２６に発光
媒体層１６が形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　格子状に配列された複数の画素領域を有し、
　前記複数の画素領域上に連続して形成されたライン状の発光媒体層を複数有し、
　前記複数のライン状の発光媒体層の間には、第１分離絶縁領域が形成されており、
　前記発光媒体層の同一ラインが形成される画素領域の間には、第２分離絶縁領域が形成
されている表示素子の製造方法であって、
　前記第２分離絶縁領域上に、前記第２分離絶縁領域に隣接する画素領域間を連通させる
溝を形成し、
　前記発光媒体層を形成するインクを、前記画素領域及び前記溝の上から連続して塗布す
ることにより、前記画素領域に発光媒体層を形成することを特徴とする表示素子の製造方
法。
【請求項２】
　前記溝は、前記第２分離絶縁領域の中央部に設けられており、
　同一ラインの発光媒体層が形成されている画素領域の中央部の上及び前記溝の上に、前
記インクを吐出させることを特徴とする請求項１に記載の表示素子の製造方法。
【請求項３】
　前記溝の幅は、前記インクを吐出するノズルの吐出口の直径以上であることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の表示素子の製造方法。
【請求項４】
　格子状に配列された複数の画素領域を有し、
　前記複数の画素領域上に連続して形成されたライン状の発光媒体層を複数有し、
　前記複数のライン状の発光媒体層の間には、第１分離絶縁領域が形成されており、
　前記発光媒体層の同一ラインが形成される画素領域の間には、第２分離絶縁領域が形成
されている表示素子であって、
　前記第２分離絶縁領域上には、同一ラインの発光媒体層が形成される画素領域同士を連
通させる溝が設けられていることを特徴とする表示素子。
【請求項５】
　前記溝は、前記第２分離絶縁領域の中央部に設けられていることを特徴とする請求項４
に記載の表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子等の表示素子の製造装置及び表示素子に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ）素子の製造において、ノズルプリン
ティング法が用いられている。このノズルプリンティング法は、塗工液を連続的に吐出し
ながら塗布しており、画素間の隔壁上にもインクが塗布される（例えば、特許文献１参照
。）。
【０００３】
　この文献においては、デルタ配列で並んでおり、ノズルプリンティング法を用いて発光
層が形成された画素を有する表示素子が開示されている。この表示素子では、任意の色の
表示画素が列毎に１．５画素ピッチ分列方向にずれて配置されるとともに、同色の表示画
素が行方向に１列おきに配置されている。更に、第１の色の画素を形成する画素領域の間
にある隔壁であって、第１の色とは異なる２つの色の画素の画素領域の間の隔壁に、細い
溝を設ける。そして、同じ色の画素領域と、その間にある細い溝との上を移動するノズル
から、インクを吐出させることにより、ノズルプリンティング法によってデルタ配列の表
示素子を製造する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－７１１７６号公報（図５、第１頁）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この文献に記載のデルタ配列の場合、同じ大きさの他の配列の表示素子（ディスプレイ
等）と比べると、画素数が少ない。更に、デルタ配列の場合、同じ色の画素間距離は、１
つの画素分以上ある。このため、画素領域以外の部分を塗布する量が多くなるので、材料
の利用効率が悪い。
【０００６】
　更に、画素間の隔壁上に塗布されたインクが、画素領域に流れ込むことがあるが、この
流れ込み量は画素領域によって不均一になる。この場合、塗布されたインクの溶媒が気化
して、発光層が形成されると、各画素内のインクの量が異なるため、画素毎の発光層の膜
厚にばらつきが生じる。この膜厚のばらつきによって、有機ＥＬ素子の発光輝度がばらつ
くことになる。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、材料の利用効
率を上げながら、膜厚のばらつきを抑制することのできる表示素子の製造方法及び表示素
子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、格子状に配列された複数の画
素領域を有し、前記複数の画素領域上に連続して形成されたライン状の発光媒体層を複数
有し、前記複数のライン状の発光媒体層の間には、第１分離絶縁領域が形成されており、
前記発光媒体層の同一ラインが形成される画素領域の間には、第２分離絶縁領域が形成さ
れている表示素子の製造方法であって、前記第２分離絶縁領域上に、前記第２分離絶縁領
域に隣接する画素領域間を連通させる溝を形成し、前記発光媒体層を形成するインクを、
前記画素領域及び前記溝の上から連続して塗布することにより、前記画素領域に発光媒体
層を形成する成層を形成することを要旨とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示素子の製造方法において、前記溝は、
前記第２分離絶縁領域の中央部に設けられており、同一ラインの発光媒体層が形成されて
いる画素領域の中央部の上及び前記溝の上に、前記インクを吐出させることを要旨とする
。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示素子の製造方法において、前記
溝の幅は、前記インクを吐出するノズルの吐出口の直径以上であることを要旨とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、格子状に配列された複数の画素領域を有し、前記複数の画素
領域上に連続して形成されたライン状の発光媒体層を複数有し、前記複数のライン状の発
光媒体層の間には、第１分離絶縁領域が形成されており、前記発光媒体層の同一ラインが
形成される画素領域の間には、第２分離絶縁領域が形成されている表示素子であって、前
記第２分離絶縁領域上には、同一ラインの発光媒体層が形成される画素領域同士を連通さ
せる溝が設けられていることを要旨とする。
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の表示素子において、前記溝は、前記第２分
離絶縁領域の中央部に設けられていることを要旨とする。
【００１１】
　（作用）
　請求項１又は４に記載の発明によれば、第２分離絶縁領域上に、第２分離絶縁領域に隣
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接する画素領域間を連通させる溝を形成し、発光媒体層を形成するインクを、画素領域及
び溝の上から連続して塗布することにより、画素領域に発光媒体層を形成する。この場合
、隣接する画素領域のインクは、第２分離絶縁領域の溝を介して繋がり、インクの水面が
同じ高さとなるように平滑化（レベリング）される。これにより、第２分離絶縁領域の溝
上に塗布されたインクは、この第２分離絶縁領域の両側の画素領域に、インク量が同じと
なるように流れ込む。従って、隣接する画素領域の膜厚のばらつきを抑制しながら、分離
絶縁領域上のインク材料の利用効率を上げることができる。
【００１２】
　請求項２又は５に記載の発明によれば、溝は、第２分離絶縁領域の中央部に設けられて
いる。そして、同一ラインの発光媒体層が形成されている画素領域の中央部の上及び溝の
上に、インクを吐出させる。これにより、インクが吐出された位置から、画素領域を区画
する各第２分離絶縁領域までの距離が同じとなるので、乾燥にムラが生じ難く、画素内の
膜厚分布をより均一にすることができる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明によれば、溝の幅は、インクを吐出するノズルの吐出口の直径以
上である。これにより、ノズルから吐出されるインクの液柱は、溝の幅よりも小さくなる
ので、インクを溝に吐出させることができる。従って、第２分離絶縁領域の上における跳
ね返りを少なくすることにより、他の色の色構成層の画素領域へのインク混入を抑制する
ことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、材料の利用効率を上げながら、膜厚のばらつきを抑制することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態における表示素子の概略構成を示す概略断面図。
【図２】同表示素子の発光媒体層を形成する製造工程における表示素子の概略平面図。
【図３】同表示素子の発光媒体層を形成する製造工程における表示素子の斜視図。
【図４】同表示素子の画素領域や溝の大きさ等を説明する説明図。
【図５】同発光媒体層を形成する製造工程を説明する概略断面図であり、（ａ）は塗布前
の状態、（ｂ）は塗布中の状態、（ｃ）はレベリングが行なわれている状態、（ｄ）は発
光媒体層が形成された状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を、図１～図５を用いて説明する。
　図１は、本実施形態の有機ＥＬ素子１０の断面図である。図１に示すように、この有機
ＥＬ素子１０は、基板１１と、画素電極としての陽極１２と、複数の画素領域２６に形成
される発光媒体層１６と、陰極１７と、封止材１８及び樹脂層（図示せず）から構成され
る封止体とが積層されて構成されている。発光媒体層１６は、少なくとも有機発光層を構
成層として含み、複数の画素領域２６上に連続して形成されたライン状の層である。なお
、陽極１２と陰極１７とは、電極が逆であっても良い。
【００１７】
　図２は、有機ＥＬ素子１０の発光媒体層１６が形成される前の画素領域２６を示した平
面図である。なお、この図２では、画素領域２６は縦横５列のみ示している。各画素領域
２６は、図２に示すように、第１隔壁１３及び第２隔壁１４から構成される隔壁１５によ
って分離されている。また、図１に示すように、各第２隔壁１４の間の後述する溝１４ａ
上には、残留層１９が形成されている。
【００１８】
　次に、有機ＥＬ素子１０を構成する各構成要素について、図１～図３を用いて詳述する
。
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　基板１１は、絶縁性を有し、かつ寸法安定性に優れた材料（例えばガラス、金属等やプ
ラスチック）によって構成されている。光取出し面を基板１１側か封止側のどちらの面か
ら行なうかに応じて基材の透光性を選択すればよく、基板１１側から光取出しをする場合
には透明な材料を用いる。また、基板１１には、有機ＥＬ素子１０内への水分の侵入を避
けるために、無機膜やフッ素樹脂層を形成して、防湿処理や疎水性処理を施してあること
が好ましい。特に、有機発光層への水分の侵入を避けるために、基板１１における含水率
及びガス透過係数を小さくすることが好ましい。
　更に、有機ＥＬ素子１０を画素ごとに駆動するアクティブマトリクス方式とする場合に
は、基板として画素ごとに薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成されたＴＦＴ基板とするこ
とが好ましい。
【００１９】
　基板１１上には、各画素に対応して陽極１２が形成されている。各陽極１２は、正孔注
入性を損なわない低抵抗材料（例えば、ＩＴＯ（インジウムスズ複合酸化物））で構成さ
れている。各陽極１２は、公知の方法を用いて、各画素に対応するようにパターニングさ
れる。具体的には、各陽極１２は、基板１１上に蒸着又はスパッタリングによって成膜し
た後、所定の開口形状を有するマスクを用いたエッチングによって形成される。また、基
板１１としてＴＦＴ基板を用いる場合には、ＴＦＴのドレイン電極と有機ＥＬ素子１０の
陽極１２とが電気的に接続される。これは、ＴＦＴを、有機ＥＬ素子１０のスイッチング
素子として機能させるＴＦＴと陽極１２とを接続することが必要だからである。
【００２０】
　隔壁１５は、第１方向に平行に延在させた複数の第１隔壁１３と、この第１隔壁１３と
直交する第２方向に配置された複数の第２隔壁１４とから構成されている。第１隔壁１３
は、異なる色又は異なるラインの発光媒体層１６が形成される画素領域２６の間に設けら
れた第１分離絶縁領域として機能し、第２隔壁１４は、同じ色又は同一ラインの発光媒体
層１６が形成される画素領域２６の間に設けられた第２分離絶縁領域として機能する。本
実施形態では、第１隔壁１３及び第２隔壁１４は、同じ高さ（例えば、数百ｎｍ）で一体
化して形成されている。
【００２１】
　また、第１隔壁１３及び第２隔壁１４は、電気的絶縁性を有する材料（本実施形態では
、公知の感光性樹脂材料）で構成される。第１隔壁１３及び第２隔壁１４は、例えば、形
成材料溶液をスリットコート法やスピンコート法により全面コーティングした後、露光、
現像といったフォトリソグラフィ法を用いたパターニングにより形成される。第１隔壁１
３は、隣り合う発光媒体層１６を構成するインクの混入を防ぐために、少なくとも表面に
撥液性を備えていることが望ましい。発光媒体層１６に撥液性を付与する方法としては、
隔壁材料となる感光性樹脂に撥液剤（例えば、フッ素系又はシリコン系の撥液材料）を添
加するか、フォトリソグラフィにより隔壁を形成した後、隔壁の表面に撥液処理（例えば
、ＣＦ４プラズマ処理）することなどが挙げられる。
　更に、第２隔壁１４には、図２及び図３に示すように、隣の画素領域２６同士を連通す
る溝１４ａが設けられている。この溝１４ａの詳細は後述する。
【００２２】
　隔壁１５の下部には、陽極１２を画素ごとに区切るための絶縁層１５ａが形成されてい
る。第２隔壁１４の間の溝１４ａの底面は、この絶縁層１５ａの一部の上面が露出して構
成されている。そのため、絶縁層１５ａの上面部に、発光媒体層１６が塗布されて形成さ
れることになる。
　この絶縁層１５ａは、電気的絶縁性を有する材料（本実施形態では、公知の感光性樹脂
材料、又は酸化ケイ素、窒化ケイ素等の無機材料）で構成される。
【００２３】
　隔壁１５によって区画された画素領域２６には、少なくともストライプ状の有機発光層
を含む発光媒体層１６が形成される。発光媒体層１６としては、有機発光層へ正孔を注入
又は輸送する層（例えば正孔注入層、正孔輸送層、インターレイヤ等）が含まれる。
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　本実施形態では、異なる色又は別のラインとして形成される有機発光層は、第１隔壁１
３を挟んだ画素領域２６に形成されており、同じ色又は同一ラインとして形成される有機
発光層は、第２隔壁１４を挟んだ画素領域２６に形成されている。この有機発光層は、数
十ｎｍの高さに形成される。この有機発光層の製造方法の詳細については後述する。
　また、正孔輸送層、インターレイヤ及び正孔注入層は、陽極１２と有機発光層との間に
設けられる。
【００２４】
　隔壁１５及び発光媒体層１６の上には、陰極１７が形成されている。陰極１７は、金属
材料（例えばＭｇ，Ａｌ，Ｙｂ等の金属材料）で構成されている。この陰極１７は、材料
に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法
、スパッタリング法を用いて形成される。特に、アクティブマトリクス方式の場合には、
陰極１７は、隔壁１５の全体及び全ての画素上の発光媒体層１６を覆うように形成される
。そのため、陰極１７は溝１４ａの絶縁層１５ａ上にも形成される。
　また、画素領域２６の発光媒体層１６と陰極１７との間に、公知の電子輸送層、インタ
ーレイヤ及び電子注入層を設けることも可能である。
【００２５】
　陰極１７の上には、封止材１８が形成されている。この封止材１８は、水分や酸素の透
過性が低い材料（例えばアルミナ、酸化ケイ素、窒化ケイ素等の無機材料）で構成され、
大気中の水分や酸素による発光媒体層１６や陰極１７の劣化を防止するために陰極１７の
全面を覆う様に形成される。そのため、封止材１８は溝１４ａの底面（絶縁膜１５ａの上
面）上にも形成される。また、封止材１８上には樹脂層が形成され、樹脂層は、アクリル
系、又はエポキシ系樹脂等の光硬化型又は熱硬化型の接着性樹脂を用いることができる。
更に、本実施形態では、基板１１の封止材１８が形成された面と、樹脂層とを介して接着
される図示しない封止基板（例えばガラス、金属やガスバリア層が形成されたプラスチッ
ク基板等）が形成されており、大気中の水分や酸素による発光媒体層１６の劣化を防止す
る。
【００２６】
　樹脂層は、公知の溶剤溶液法、押出ラミ法、溶融・ホットメルト法、カレンダー法、ノ
ズル塗布法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法、熱ロールラミネート法を用いて、封
止材１８上又は封止基板上に形成され、基板１１及び封止基板と貼り合わされる。
【００２７】
　次に、上述した第２隔壁１４の溝１４ａについて、図４を用いて詳述する。
　第２隔壁１４の各溝１４ａは、同じ色又は同一ラインの画素が並んだ方向（ノズルの主
走査方向）の中心軸Ｃ上に設けられている。本実施形態の溝１４ａは、横断面が長方形ス
リット形状をしている。また、画素領域２６を区画する第１隔壁１３から溝１４ａまでの
距離Ｌ１が、この第１隔壁１３に対向する第１隔壁１３から溝１４ａまでの距離Ｌ２と同
じとなるように、溝１４ａは第２隔壁１４の中央部に形成されている。
【００２８】
　更に、この溝１４ａの幅ｈ１は、ノズル５０の吐出口５０ｎの直径Ｄ１と同じ大きさで
構成されている。この溝１４ａは、その底面が、画素領域２６上に形成される発光媒体層
１６の上面よりも高い位置となるように、設けられている。
【００２９】
　次に、上述した有機ＥＬ素子１０の発光媒体層１６の製造方法について、図５を用いて
説明する。本実施形態では、発光媒体層１６が有機発光層のみによって形成される場合に
ついて説明する。ここでは、特定色を発光する有機発光材料を有機溶媒に溶解又は分散さ
せたインクを用いたノズルプリンティング法によって、有機発光層を形成するための製造
装置を用いる。この製造装置は、公知のように、インクタンクに接続されたノズル５０と
、このノズル５０を駆動する駆動部（図示せず）とを備えている。製造装置は、インクタ
ンクから供給されるインクを、一定の流速でノズル５０から吐出する。また、この製造装
置は、駆動手段を制御することにより、ノズル５０を、同じ色又は同一ラインの画素が並
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んでいる第１方向（主走査方向）に往復移動させたり、これに直交する第２方向（副走査
方向）に移動させたりする。
【００３０】
　発光媒体層１６としての有機発光層を形成する前の基板１１の上面には、図５（ａ）に
示すように、画素領域２６が区画されている。
　そして、インクを吐出させながらノズル５０を主走査方向に移動させる。これにより、
図５（ｂ）に示すように、同じ色又は同一ラインの有機発光層の画素領域２６上及びこれ
ら画素領域２６の間の溝１４ａ上（絶縁層１５ａ上）に、インクが塗布される。なお、主
走査方向に並んでいる画素領域２６の１列について、インクの塗布を終了した場合、非塗
布領域において、ノズル５０を副走査方向に移動させる。そして、再度、インクを吐出し
ているノズル５０を主走査方向に移動させることにより、他の１列に並んだ複数の画素領
域２６に塗布する。
【００３１】
　そして、画素領域２６及び第２隔壁１４上に塗布されたインクの溶媒が気化することに
より、インクの液面が低下してくる。ここでは、溝１４ａを介して画素領域２６内のイン
クが繋がった状態になるため、図５（ｃ）に示すように、画素領域２６のインクの水面が
同じ高さとなるレベリングが生じる。
【００３２】
　更に、液面が低下すると、第２隔壁１４の溝１４ａ内のインクが枯渇し、または一部の
インクが残留する場合でもあっても、隣接する画素領域２６間のインク流路が分断される
。そして、画素領域２６内のインクの溶媒がすべて気化すると、インクに含まれる有機発
光材料からなる有機発光層（１６）が、画素領域２６上に形成される。結果として、図５
（ｄ）に示すように、インクに含まれる有機発光材料の有機発光層（１６）が、画素領域
２６に形成され、同じ有機発光材料の残留層１９が第２隔壁１４の溝１４ａ上に形成され
る。そのため、表示領域側から有機発光層（１６）を観察するとライン状に形成されてい
るように観察される。
【００３３】
　本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）本実施形態では、同じラインの発光媒体層１６が形成される画素領域２６の間に
ある第２隔壁１４に、これら画素領域２６を連通する溝１４ａを設ける。そして、溝１４
ａ上及び画素領域２６上に、発光媒体層１６を形成するインクを塗布する。これにより、
溝１４ａを介して画素領域２６のインクが繋がって、レベリングが生じて、溝１４ａに塗
布されたインクは、画素領域２６に流れ込む。従って、第２隔壁１４の溝１４ａ上のイン
クを画素領域の発光媒体層１６の形成に利用するので、インク材料の利用効率を上げるこ
とができる。また、レベリングにより、隣接する画素領域２６のインクの液面の高さが同
じになった後、このインクが乾燥して発光媒体層１６が形成されるので、発光媒体層１６
の膜厚をより均一にすることができ、膜厚のばらつきを抑制することができる。
【００３４】
　（２）本実施形態では、第２隔壁１４の溝１４ａは、第１隔壁１３からの距離Ｌ１，Ｌ
２が等しくなる位置に（第２隔壁１４上面の中央部）に形成されている。そして、発光媒
体層１６を形成するインクは、溝１４ａ上及び画素領域２６の中央部に吐出される。これ
により、インクの吐出位置から各第１隔壁１３までの距離（Ｌ１，Ｌ２）が同じであるの
で、画素領域２６における第１方向における乾燥条件を同じようにすることができ、イン
クの乾燥ムラを抑制することができるので、画素領域２６の膜厚分布をより均一にするこ
とができる。
【００３５】
　（３）本実施形態では、第２隔壁１４の溝１４ａの幅ｈ１は、ノズル５０の吐出口５０
ｎの直径Ｄ１とほぼ同じ大きさで構成されている。溝１４ａの幅ｈ１が、吐出口５０ｎの
直径Ｄ１以上の大きさであるため、ノズル５０から吐出されるインクの液柱より広い。こ
のため、第２隔壁１４上に塗布されるインクの跳ね返りを抑制し、他の色又は別のライン
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た、溝１４ａの幅が小さければ、その分、インクの材料の利用効率を向上させることがで
きる。
【００３６】
　また、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・　上記実施形態においては、溝１４ａを形成した第２隔壁１４は、第１隔壁１３と同
じ高さで形成したが、第１隔壁１３よりも低く形成してもよい。
【００３７】
　・　上記実施形態においては、第２隔壁１４の溝１４ａの形状を、断面が長方形状とし
たが、溝１４ａの形状は、これに限定されない。例えば、溝１４ａの底面が、塗布方向に
向かって低くした（縦断面が台形形状になっている）形状等、インクの乾燥速度や塗布方
向を考慮して、各画素領域２６に堆積するインクのレベリングが生じ易い形状にしてもよ
い。
【００３８】
　・　上記実施形態においては、第２隔壁１４の中央部に溝１４ａを１つ設けたが、これ
に限らず、溝１４ａを複数設けてもよい。また、この場合に、画素領域２６においてイン
ク量が最も多くなる位置の線上の、第２隔壁の部分に溝１４ａを形成することにより、よ
り長くレベリングを生じさせることができるので、画素領域２６の発光媒体層１６の膜厚
をより均一にすることができる。
【００３９】
　・　上記実施形態においては、発光媒体層１６として有機発光層を形成する場合につい
て説明したが、形成される発光媒体層１６はこれに限定されず、発光媒体層１６を構成す
る各層のうち、塗布形成できる層について、同様に適用することが可能である。例えば、
正孔注入層、正孔輸送層、インターレイヤ層に有機溶媒に可溶な有機材料を用いる場合に
も同様に適用することができる。更に、複数の色の有機発光層を有する有機ＥＬ素子１０
に限定されず、単色の有機ＥＬ素子を製造する場合にも、同様に適用することができる。
【符号の説明】
【００４０】
　ｃ…中心軸、Ｄ１…直径、ｈ１…幅、Ｌ１，Ｌ２…距離、１０…有機ＥＬ素子、１１…
基板、１２…陽極、１３…第１隔壁、１４…第２隔壁、１４ａ…溝、１５…隔壁、１５ａ
…絶縁層、１６…発光媒体層、１７…陰極、１８…封止材、１９…残留層、２６…画素領
域、５０…ノズル、５０ｎ…吐出口。
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